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/Vnt/ftaft- und Se/bstrein/grungs-
e/fe/rf dure/7 A/anoSpftere®

Der nafür//c/ie /Inf/'/iaft- und Se/bsfre/'n/'gungseffe/rf der neuen
WanoSp/7ere®-//77präg/7/'erung von Scboe//er bat aueb d/'e 7exf//c/es/gn-
Jury des «Des/gn Pre/s 5cbi/ve/z 2007» überzeugt. /Im 2. /Vove/nber ivurde
5cboe//er Sw/'tzer/and /'n /.angenfba/ für d/e zu/runftswe/sende Enf-
w/'c/f/ung auf ßas/'s der /Vanofecbno/og/'e ausgeze/'ebnef.

Die Funktion des neuen Wasser und Schmutz

abweisenden Ausrüstungsverfahrens ist ver-

gleichbar mit Phänomenen aus der Natur: Be-

stimmte Pflanzenblätter, Käferpanzer und In-

sektenflügel bleiben immer sauber, weil

Schmutzteilchen auf ihrer rauhen und struktu-

rierten Oberfläche so schlecht haften, dass

schon leichter Regen genügt, um sie fortzu-

spülen. Dieses Prinzip wird durch die Nano-

Sphere®-Technologie auf Textilien übertragen,

indem eine spezielle, dreidimensionale Ober-

flächenstruktur angelegt wird. Aufgrund der

geringen Berührungsfläche finden Schmutz-

Partikel keine Haftung. Sie bleiben an einem

Wassertropfen hängen und werden einfach mit-

gerissen, sobald das Wasser abperlt.

W>///g neue £/genscbaffen
«Die mikroskopisch kleine Dimension der Na-

notechnologie erlaubt solche Oberflächenver-

Änderungen und wird im Textilbereich ganz ge-

nerell zu völlig neuen Eigenschaften führen»,
so Hans-Jürgen Hübner, CEO von Schoeller.

«Wir stehen mit dieser Neuheit und Nachfolge-

Produkten auf Nanoebene am Anfang einer fas-

^Wßte'r/zcto j4«/ztoy?- ««r/
der «e«e« Afa«o$fere®-/«/)rag-

zinierenden neuen Ära.» Das mit einer Aner-

kennung ausgezeichnete, innovative und effizi-

ente Verfahren ist umweltfreundlich und rege-

neriert sich ausserdem praktisch selbstständig.

Es wurde in der Schweiz unter Vorgabe des

bluesign®-Standards entwickelt und von

Schoeller in die Praxis umgesetzt. Schoeller-

Textillien mit NanoSphere®-Ausrüstung sind

seit Anfang 2001 erhältlich.

Po« (Jer Afoter - /«> Water: ßßytewwzfe

//««er sa/teer, /ee/7 Adw/wfe «afôrer Wr«£-

tener/e« «z'cfe to/fe« to««.

>4ussergew/öbn//c/ie Des/gn/deen
Der im 2-Jahres-Rhythmus ausgeschriebene

Design Preis Schweiz würdigt aussergewöhnli-

che Designideen in den Kategorien Industrial

Design, Textile Design, Interaction Design, Ser-

vice Design, und vergibt den Willy Guhl-Nach-

wuchspreis sowie einen Verdienstpreis an eine

Person oder Institution, die sich um die Förde-

rung des Designs in der Schweiz verdient ge-

macht hat. Die aus sechs internationalen De-

sign-Fachleuten zusammengesetzte Jury, hat-

ten in diesem Jahr über insgesamt 534 einge-

reichte Objekte aus 20 Ländern zu entscheiden.

Es wurden im Ganzen acht Preisträger und ein

Verdienstträger ermittelt sowie 68 Anerkennun-

gen ausgesprochen. Nach 1997 und 1999 wurde

die Innovationskraft des Schweizer Textiltech-

nologieunternehmens in diesem Jahr zum drit-

ten Mal in Folge gewürdigt.

üz'ßjßy é$me«fe ««</ ««zw/£fro««Äto
P««tob«$n'«zzjö «w/ w« Actoe//er «tefeZs

«or/erwer Nawofed/wo/og/e azz/ T&rA'/otor-

yföcöe« ôèer/rage«.

7kaafe/«arfc Wawobjb&re® - Actoe/fer Tfete'/iG"

C/ster® Stat/sf/cs
2007

Anlässlich der ITMA ASIA in Singapore wurden

die neuen USTER® STATISTICS 2001 der Fach-

weit vorgestellt. Diese statistische Übersicht ent-

hält Klassifikationsdaten für Fasern, Faserbän-

der, Vorgarne und Garne. Der Anwendungsbe-

reich wurde um Informationen über Faserei-

genschaften, wie Reifegrad, Faserfeinheit und

Anteil an unreifen Fasern, sowie über Garn-

eigenschaften, wie Garndurchmesser, Quer-

schnittsform, Garndichte, sowie Anzahl Staub-

und Trashpartikel erweitert. Weiterhin wurde

neu zwischen Strick- und Webgarnen unter-

schieden. Die USTER® STATISTICS 2001 stehen

entweder auf CD zur Verfügung oder können

auf der Website der Firma, http://www.uster.-

com abgerufen werden.
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